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Abstract (en)
[origin: US4663532A] The invention relates to an apparatus for irradiating material by an electron beam. The apparatus comprises guidance means
for placing the material on the path of the beam, an electron gun provided in a tight enclosure having a shape with a symmetry or revolution with
respect to an axis, an electron-emitting filament located in the axis of the enclosure, as well as a Wehnelt electrode surrounding the filament. It
is provided with a first circular slot for concentrating electrons in the vicinity of the said slot and an electron accelerating electrode surrounding
the Wehnelt electrode and having a second circular slot facing the first slot. The enclosure comprises a tightly closed circular window which is
transparent to the electrons and which faces the two slots.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif d'irradiatio de matière par un faisceau électronique. Le dispositif comprend des moyens de guidage pour placer
la matière sur le parcours du faisceau, un canon à électrons qui comporte dans une enceinte étanche (1) ayant une forme présentant une symétrie
de révolution par rapport à un axe (X'X), un filament (2) émissif d'électrons situé dans l'axe de l'enceinte (1) et, une électrode de Wehnelt (7, 8)
entourant le filament (2), et comprenant une première fente circulaire (9) de concentration des électrons au voisinage de la première fente (9) au
moins une électrode (10) d'accélération des électrons entourant l'électrode de Wehnelt (7, 8) et comprenant une deuxième fente circulaire (11)
située en regard de la première fente (9) ; l'enceinte (1) comprend une fenêtre circulaire (14) fermée de façon étanche et transparente aux électrons,
située en regard des deux fentes (9, 11). Application à l'irradiation par faisceau électronique.
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